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トにより制限され , 転移温度 TC を用いて
HpBCS=1.86TC と表わされる. しかし, CePt3Si
は TCに対して HpBCSを超える高い HC2を示し
ており, 注目を集めている. 本研究の対象物質
Mo3Pは正方晶系, 𝛼‐ 𝑉3型, 空間群は I4̅2mであ
り, 空間反転対称性のない結晶構造である[2]. 
 Mo3Pは𝑇C=7 Kの超伝導体であることが, 電気
抵抗率の測定により確認されている[3]. しか
し, TCの磁場依存性は調べられていない. そこ






60mmHg の状態で封入し常圧下で 1000℃, 一
週間保持した物を, 高圧合成法により焼結体を
作製した . 合成条件は , 圧力 5GPa, 温度
1500℃, 保持時間 60 分である. 試料評価には
粉末 X 線回折法を用いた. 電気抵抗測定には
Quantum Design 社の PPMS を用い四端子法




性を示す. 約 6.5K で電気抵抗率の急激な減少
が見られ約 5.6K 以下で 0 抵抗を確認した. 磁
場印加に伴い TC は低下した. 図 2 に電気抵抗
測定から求めた磁場－温度相図を示す. 上部臨
界磁場HC2(0)は HC2(0)= 9.5Tと見積もられる. 
これはパウリリミット HpBCS= 12.1T よりも低
い値である.  
 
図 1 各磁場におけるMo3Pの電気抵抗の 
温度依存性 
 
図 2 Mo3Pの磁場－温度相図 
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